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FO-CON-03 REQUISICION DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
( REQ. CAPTURADA USUARIO )

CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES AVANZADOS S.C.
MIGUEL DE CERVANTES 120,COMPLEJO IND. CHIHUAHUA
CIM941025MJ1
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No. REQUISICION

220649

| OBSERVACIONES . ISUFICIENC PR UPUESTM. NO

OLICITANTE

Area requirente  INGENIERIA Y QUIMICA DE MATERIALES Nombre del Proyecto  INGENIERIA Y QUIMICA DE MATERIALES |Fecha Elaboracién 11/07/2022
Solicita 00071 - MARQUEZ LUCERO ALFREDO Lugar entrega CIMAV SEDE CHIHUAHUA, AV. MIGUEL DE CERVANTES Fecha requerlda 11/07/2022
SAAVEDRA 120, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, 31136 ] _
EEIUAR, Ch. %Fecha impresion  11/07/2022
# PROYECTO | PART| CUCOP ARTICULO r DESCRIPCION Um CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SOLICITADA UNITARIO
E 10020 21502 21502.0007 MATERIAL PARA INF. EN ACT. DE INVEST. CIENTIF PZA 1.000 40,975 92 40,975 92
[ _|.1.| PUBLICACION DE ARTICULO DEL DR ALFREDO MARQUEZ LUCERO EN LA |
REVISTA ADVANCES IN POLYMER TECHNOLOGY DE LA EDITORIAL HINDAWI
TITULO DEL ARTICULO "Sensitivity of Nafion films to organic substances, especially ketones"
LA COTIZACION ESTA EN DOLARES Y SE TOMO EL TIPO DE CAMBIO DEL DIA 11/JULIO/202
A $20.7473
EL PAGO DE ESTA PUBLICACION SE HARA UNA VEZ QUE LA REVISTA ACEPTE EL
ARTICULO SE LE ENVIARA UNA LIGA AL DR. ALFREDO MARQUEZ CON LOS DATOS L
CORRESPONDIENTES Aal Invoett antt
Centro delinvest,alip
SE ANEXA ESTUDIO DE MERCADO Y CARTA DE JUSTIFICACION. o D
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ANEXOS NO “ EXISTENCIA ALMACEN NO Jl ANTICIPO  NO [P [| PLURIANUALIDAD NO MESES 0 || PAiS DE ORIGEN MEXICO | ;
— — - — = — - = |
—;:Ap,\cr[gclon NO ” REGISTRO SANITARIO NO t PENAS CONVENC. S| PORC.% 0.2 ﬂ TIEMPO FABRICACION 1 MES Subtotal 40,975.92
NORMAS INSPECCION NO [METonos PRUEBA NO J
—_— — AT e — — VA 0.00
TIPO GARANTIA NO APLICA PORC. GARANTIA 0% J icoun ENTREGA EN UNA SOLA EXHIBICION ]
TIPO GW NOAPLICA PORC. GARA.NT[A 2 0% FND PAGO  ,  CONTRA ENTREGA Total 4097592 ¢
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